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DECYZJA

Dziatajac na podstawie:

— art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257),

— art.192, art. 214 ust.5, art. 378 ust. 2a pkt. 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519 ze zm.), w zwigzku
z § 2 ust. 1 pkt. 15 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na Srodowisko
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. V1),

po rozpatrzeniu wniosku Magellan Aerospace (Polska) Spétkka z o. o,
ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec, z dnia 12.07.2017r. znak: MAP/126/2017
wraz z uzupetnieniami, w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego
na prowadzenie instalacji galwanizerni,

orzekam

l. Zmieniam za zgoda strony decyzje Wojewody Podkarpackiego z dnia
31.10.2007r. znak: SR.IV-6618-45/1/06, zmieniong decyzjami Marszatka
Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 19.07.2013r. znak: OS-1.7222.60.1.2013.EK,
z dnia 19.02.2014r. znak: 08-1.7222.1.1.2014.EK, z dnia 07.11.2014r. znak:
08-1.7222.1.7.2014.EK oraz z dnia 28.06.2016r. znak: 0S5-1.7222.17.1.2016.EK
udzielajaca Magellan Aerospace (Polska) Spétka z o0.0., pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji do powierzchniowej obrobki metali
z zastosowaniem procesow elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie catkowita
objeto$é wanien procesowych przekracza 30 m® w nastepujacy sposéb:

I.1. Punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

l.2. Parametry urzadzen istothe 2z punktu widzenia przeciwdziatania
zanieczyszczeniom.
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W skiad instalacji do powierzchniowej obrébki metali z zastosowaniem procesow
elektrolitycznych lub chemicznych o maksymalnej zdolnosci produkeyjnej 216 368 m?
powtok beda wchodzié:

l.2.1. Galwanizernia ohiekt H-4

Wanny procesowe o facznej pojemnosci 72,37 m°, wykonane z tworzywa
sztucznego, ze stali zwykiej lub nierdzewnej (w zaleznosci od medium).

Wszystkie wanny umiejscowione bedg w tacach zabezpieczajgcych przed
niekontrolowanym wyciekiem (peknigcie, rozszczelnienie wanny). Przechwycone
kapiele kierowane beda odpowiednim systemem rurociggéw do zbiornikéw
znajdujgcych sie¢ wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizeri, skad podawane
beda do neutralizatora. Wanny zgrupowane w wezly, w ktérych realizowane beda
poszczegolne procesy galwanicznej obrobki powierzchni:

1.2.1.1 Wezet cyjanowy o pojemnosci wanien 21,515 m®

1) Kapiele do kadmowania — wanny nr: 210, 231 i 231/2 o {gcznej pojemnosci
3 240 dm® w tym:

— wanna nr 210 - kadmowanie blyszczace o skladzie: NaCN 90 — 110 g/dm?®,
CdO 20 - 28 g/ dm®, NaOH 18 - 25 g/dm®, Na,CO; do 50 g/dm?®:

~ wanny nr 231/1oraz 231/2 - kadmowanie o skiadzie: NaCN 56 — 63 g/dm®,
Cd 14 — 17 g/dm®, NaOH 11 - 14 gidm®.

Zakres temperatury procesu kadmowania w bedzie wynosit 15 - 35°C, temperatura
kapieli utrzymywana bedzie przy pomocy grzalki elektrycznej o mocy 2000 W.
Pomiar temperatury kapieli dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej
W wannie.

W procesie kadmowania stosowane bedzie plukanie w pituczkach odzyskowych
i natryskowych. Pomigdzy wannami procesowymi a pluczkami zastosowane beda
rynny splywowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli beda
kierowane odpowiednim rurociggiem do zbiornika $ciekéw cyjanowych, znajdujacego
sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane beda
do neutralizatora.

Wanny w linii do kadmowania beda wyposazone w ssawki wentylacyjne podiaczone
do instalacji wyciagowej, zakonczonej emitorem E-1/H-4.

2) Kapiel do cynkowania - wanna nr 206 o pojemnosci 950 dm® napetniona kapiela
cyjanowg o skladzie: NaCN 50 - 120 g/dm®, NaOH 50 - 100 gldm?,
Zn0 20 - 45g/ dm®, Na,CO; do 60 g/dm®.

Proces cynkowania bedzie prowadzony w temperaturze otoczenia. Pomiar
temperatury kapieli dokonywany bedzie za pomocg termopary zainstalowanej
w wannie. W procesie cynkowania stosowane bedzie plukanie w pluczce
natryskowej. Pomigdzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane beda rynny
splywowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli bedg kierowane
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odpowiednim rurociggiem do zbiornika Sciekdw cyjanowych, znajdujgcego sig
wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane bedg do
neutralizatora.

Wanny z linii do cynkowania beda wyposazone w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciggowe] zakonczonej emitorem E-1/H-4.

3) kapiel do miedziowania - wanna nr 236 o pojemnosci 750 dm® napetniona
kapiela cyjanowa o skladzie: Cu 22 - 37 g/dm®, NaCN 3 - 6 g/dm?, NaKC4H,Ogx4H,0
31- 62 g/dm?®,

Temperatura kapieli: 60 - 65°C, utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektrycznej. Pomiar temperatury kapieli dokonywany bedzie za pomocg termopary
zainstalowane] w wannie.

W procesie miedziowania stosowane bedzie ptukanie w pluczce stacjonarnej lub
natryskowej. Pomiedzy wanng procesowsg a piuczkg zastosowana bedzie rynna
splywowa z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli beda kierowane
odpowiednim rurociagiem do zbiornika $ciekéw cyjanowych, znajdujacego sig
wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad podawane beda do
neutralizatora.

Wanny z linii do miedziowania wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podigczone
do instalacji wyciggowej zakonczonej emitorem E-1/H-4.

4) kapiele do niklowania elektrolitycznego — wanny nr: 227, 229, o {gcznej
pojemnosci 1740 dm® w tym:

wanna nr 227 o skfadzie: NiSO4 x 6H,0O 170 — 208 gfdms, MHsCl 20 — 25
g/dm®, HiBO320 — 30 g/dm?®.

Temperatura kapieli 52 - 62°C, utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektryczne]. Pomiar temperatury kapieli dokonywany bedzie za pomoca
termopary zainstalowanej w wannie.

— wanna nr 229 o sktadzie: NiCl; x 6H.0 225 = 260 gfdma, HCI 30 — 37,5) gfdmﬂ‘.

Temperatura kapieli 16 - 30°C, utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektrycznej.

W  procesie niklowania  elektrolitycznego  stosowane  bedzie  plukanie
w ptuczce natryskowej. Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane
beda rynny splywowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem
do zbiornika kwasno-alkalicznego znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora. Wanny z linii do niklowania
elektrolitycznego wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne poditgczone do instalagji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

5) Kapiel do cynowania alkalicznego — wanna nr 209 o pojemnosci 320 dm?®,
napetniona kapiela o sktadzie: NazSn0O3 50 — 100 g/ dm?®, NaOH 10 — 25 g/dm®.
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Temperatura kapieli 70 - 80°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki
elektrycznej. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocg termopary
zainstalowaneg] w wannie.

W procesie cynowania alkalicznego stosowane bedzie plukanie w pluczce
natryskowej. Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane beda rynny
sptywowe z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujgcego  sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanna z linii do cynowania alkalicznego wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne
podtaczone do instalacji wyciggowej, zakoriczonej emitorem E-3/H-4.

6) Kapiele do trawienia — wanny nr: 218, 220, 228, o facznej pojemnosci 2700 dm®
w tym:
— wanna nr 218 — trawienie stali o sktadzie: H,SO4 520 - 600 g/dm®, temperatura
kapieli — = 25°C;
- wanna nr 220 — trawienie miedzi | stopow miedzi o sktadzie: H:S0,4 50 - 100
g/dm®, HCI 20 - 35 g/dm?®, temperatura kapieli — temperatura otoczenia:
— wanna nr 228 — trawienie w kwasie solnym o sktadzie:— HCI 40 - 60 g/dm?,
temperatura kgpieli — 16 — 60°C.

Ewentualne rozchlapki kapieli - kierowane beds odpowiednim rurociagiem do
zbiornika kwasno-alkalicznego znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

W procesie cynowania alkalicznego stosowane bedzie plukanie natryskowe.
Pomigdzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane beda rynny splywowe
Z tworzywa sztucznego.

Wanny wyposazone begdg w ssawki wentylacyjne podigczone do instalacji
wyciagowej, zakonczonej emitorem E-3/H-4.

7) Kgpiele do chromianowania — wanny nr: 214, 226, 251 o facznej pojemnosci
2095 dm® w tym:

— wanna nr 214 — przejasnianie kadmu, o skitadzie: CrOs; 140 - 160 g/dm?,
HaS04 4 - 7 g/dm®, temperatura kapieli — temperatura otoczenia;

— wanna nr 226 — chromianowanie powloki kadmowej o skladzie: NaCr:O-
135 - 182 g/dm®, H,S0s 9,5 - 16,5 g/dm® temperatura kapieli 15 - 30°C
utrzymywana bedzie przy pomocy grzatek elektrycznych;

— wanna nr 251 — chromianowanie o sktadzie: Cr** 7.5 - 10,0 gfde temperatura
kapieli 55 - 80°C utrzymywana bedzie przy pomocy grzatki elektrycznej.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem do zbiornika
sciekOw chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

Wanny nr 214, 226 i 251 wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podiaczone
do instalacji wyciggowej zakoriczonej emitorem E-2/H-4.
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8) Kapiel do fosforanowania wanna nr 224 o pojemnosci 750 dm’
- fosforanowanie oksydacyjne o skiadzie: Ba(NOg3); 30 — 40 gldm?, Zn(NQa), 10 - 20
g/dm?, Zn(H2PO4), 8 — 12 g/dm®, temperatura kapieli — 80 -85°C.

W procesie fosforanowania stosowane bedzie piukanie pluczce natryskowe.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podigczone do instalaci
wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H4.

9) Kapiel do spulchniania warstwy alfirowanej - wanna nr 241 o pojemnosci
400 dm? napetniona kapiela alkaliczng o sktadzie: NaOH 600 — 850 g/dm®, NaNO;
60 — 120 g/dm®.

Temperatura kapieli 130 - 145°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatek
elektrycznych, znajdujacych sie w obudowie z rury nierdzewnej. Pomiar temperatury
kapieli  dokonywany bedzie za pomocg termopary  zainstalowanej
W wannie.

W procesie spulchniania stosowane bedzie ptukanie w pluczce natryskowej.
Pomiedzy wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane beda rynny splywowe
z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego  sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w pokrywe dla ograniczenia utraty ciepta oraz wentylacje
wyciggows zakoriczong emitorem E-3/H-4.

10) Kapiele do zdejmowania cynku, cyny, niklu, kadmu i miedzi wanny nr: 208,
213, 238 0 fgcznej pojemnosci 1210 dm®w tym:

- wanna nr 208 o skiadzie ENSTRIP NP1 200ml/l, ENSTROP NP2 200mif,
temperatura kapieli — temperatura otoczenia,

— wanna nr 213 o skladzie: NHsNOs; 104 - 157 g/dm®, temperatura kapieli —
temperatura otoczenia;

_ wanna nr 238 o skiadzie NaCN 90 - 180 g/dm®, Enstrip S 50 - 80 g/dm®
temperatura kapieli — 20 — 60°C, utrzymywana za pomocg grzatki elektrycznej.

W procesie zdejmowania powlok stosowane bedzie plukanie natryskowe. Pomigdzy
wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane begdg rynny sptywowe z tworzywa
sztucznego.

Wanny 213 i 238 wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podigczone
do instalacji wyciagowej zakoriczonej emitorem E-1/H-4, wanna numer 208
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wyposazona bedzie w ssawke wentylacyjng poditaczong do instalacji wyciagowej
zakonczonej emitorem E-3/H-4.

11) Kapiele do odttuszczania chemicznego wanny nr: 201, 2171, 217/2 —
o facznej pojemnosci 3380 dm® w tym:

wanna nr 201 o skladzie: Na;CO; 50 - 100 g/dm®, NaOH 20 - 60 g/dm?, olej
turecki 0,1 - 0,5 g/dm®, max. temperatura kapieli 55°C utrzymywana bedzie za
pomocg grzatki elektrycznej;
— wanny nr 217/1 oraz 217/2 o skladzie TURCO NCLT 45 - 60 g/dm?
temperatura kapieli 45 - 50°C utrzymywana bedzie za pomocg grzatki
elektrycznej.

W procesie zdejmowania powfok stosowane bedzie plukanie natryskowe. Pomiedzy
wannami procesowymi a pfuczkami zastosowane beda rynny splywowe z tworzywa
sztucznego.

Wanny wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podtgczone do instalagii
wyciggowe] zakonczonej emitorem E-3/H-4.

12) Kapiel do konserwacji — wanna nr 240 o pojemnosci 200 dm®, sktadzie:
DWX30 — 100%.

Wanna wyposazona bedzie w pokrywe.

13) Kapiele do aktywowania — wanny nr: 219, 235, 250 i 253 o fgcznej pojemnosci
- 2680 dm® napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:
— wanna nr 219 — aktywowanie przed chromianowaniem o pojemnosci 750 dm®
I sktadzie H.50, 10 - 20 gfdmz, temperatura otoczenia;
— wanna nr 235 — aktywowanie stali nierdzewne] o skladzie: NaCN 45 - 55
g/dm®, temperatura otoczenia:
— wanna nr 250 — aktywowanie w kwasie solnym o skfadzie: HCI 6,1 - 12 g/dm?;
temperatura otoczenia;
— wanna nr 293 — aktywowanie w kwasie azotowym o sktadzie: HNO; 2,6 - 2,9
g/dm®, temperatura otoczenia.

W procesie aktywowania stosowane bedzie piukanie natryskowe. Pomiedzy
wannami procesowymi a ptuczkami zastosowane bedg rynny spltywowe z tworzywa
sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem
do zbiornika kwasno-alkalicznego znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanny nr 219, 250 i 253 wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podiaczone
do instalacji wyciagowej, zakoniczonej emitorem E-3/H-4. Wanna nr 235 wyposazona
bedzie w ssawki wentylacyjne podtaczone do instalacji wyciggowej, zakonczonej
emitorem E-1/H-4.

14) Kapiel do procesu cynk-nikiel — wanna nr 252 o pojemnosci 1080 dm?
napefniona kapielg o skfadzie: Zn 8,7 — 10,8 g/dm’, NaOH 130 — 160, Ni 0,9 —
1,12, temperatura 20 - 26°C.
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Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego  sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podigczone do instalacji
wyciggowej, zakoriczonej emitorem E-3/H-4.

1.2.1.2 Wezel chemiczny o facznej pojemnosci 4,612 m®

1) Kapiele do pasywacji — wanny nr: 314 i 315 (pasywacja w kwasie azotowym)
oraz wanna nr 316 (pasywacja w kwasie azotowym z dwuchromianem sodu),
o facznej pojemnoséci: 1760 dm® w tym:
— wanna nr 314 o skiadzie: HNOs 460 — 540 g/dm®, temperatura kapieli —
temperatura 23 - 54°C;
wanna nr 315 o skiadzie: HNOs; 350 — 400 g/dm®, temperatura kapieli —
temperatura 23 - 54°C;
_wanna nr 316 o sktadzie: Na;Cr,07 20 - 30 g/dm® i HNOs 196 — 245 g/dm®,
temperatura 23 - 54°C.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
sciekow  chromowych lub  kwasno alkalicznych, znajdujgcego sig wewnagtrz
podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

W procesie pasywacji stosowane bedzie ptukanie natryskowe. Pomigdzy wannami
procesowymi a piuczkami zastosowane beda rynny splywowe z tworzywa
sztucznego.

Wanny wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podigczone do instalacii
wyciagowej zakoriczonej emitorami E-2/H-4 (wanna nr 316) i E-3/H-4 (wanna nr 314
i 315).

2) Kapiel do pilukania w dwuchromianie po pasywacji - wanna nr 318,
o pojemnoéci 580 dm?®, skfad kapieli: NazCr207 x 2 H,O 45 - 55 gfde.

Temperatura kgpieli 60 - 70°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatki elekirycznej.
Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej
w wannie. W procesie plukania w dwuchromianie stosowane bedzie piukanie
natryskowe. Pomiedzy wannami procesowymi a pluczkami zastosowane begdg rynny
splywowe z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda
odpowiednim rurociggiem do zbiornika Sciekéw chromowych, znajdujgcego sig
wewnatrz podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad beda podawane do
neutralizatora. Wanna wyposazona bedzie w pokrywe oraz wentylacje wyciggowg
zakonczong emitorem E-2/H-4.

3) Kapiele do trawienia — wanny nr 329 i 330 o facznej pojemnosci 800 dm®
w tym:
_ wanna nr 329 — trawienie tytanu o sktadzie: HNO, 600 — 750 g/dm® i HF 180 —
220 g/dm?, temperatura kapieli 21 - 25°C;
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— wanna nr 330 - trawienie tytanu o skfadzie: H,SO4 110 — 130 g/dm® i HF 70 -
80 g/dm®, temperatura kapieli 21 - 25°C.

W procesie trawienia stosowane bedzie piukanie natryskowe. Pomiedzy wannami
procesowymi a pituczkami zastosowane bedg rynny splywowe z tworzywa
sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem
do zbiornika kwasno-alkalicznego znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad podawane bedg do neutralizatora.

Wanny wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podigczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

4) Kapiele pozostale o lacznej pojemnosci 1472 dm®

— do odttuszczania: wanna nr 300 (skfad kapieli: C;Cly — 100%, temperatura 121
- 124°C),

wanna nr 310 (skfad kapieli: OAKITE 90 37,5 - 90 g/dm®, temperatura 71 -
88°C);
— do hydrofobizacji wanna nr 326 w roztworze HSO PASCOAT 100 8 - 40 %,
temperatura 10 - 28°C;
— do neutralizacji wanna nr 328 w roztworze NaOH 5 - 10 g/dm?®, temperatura
otoczenia.

W  procesach stosowane bedzie plukanie natryskowe. Pomiedzy wannami
procesowymi a piuczkami zastosowane beda rynny splywowe z tworzywa
sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem
do zbiornika sciekow  kwasno-alkalicznych, znajdujacego sie  wewnatrz
podpiwniczenia obiektu galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

Wanna 310 wyposazona bedzie w ssawki wentylacyine podtaczone
do instalacji wyciagowe] zakoriczonej emitorem E-3/H-4. Wanny 326 i 328
wyposazone beda w pokrywy.

1.2.1.3 Wezel chromowy o lacznej pojemnosci 10, 715 m®

1) Kapiele do chromowania - wanny nr: 101, 108 i 110 o fgcznej pojemnoéci

7200 dm® w tym:
wanna nr 101 chromowanie techniczne o sktadzie: CrO; 125 — 250 g/dm®, Cr,05
2 — 6 gldm®, H,S0,4 1,2 — 2,5 g/dm®, temperatura kapieli 50 - 60°C utrzymywana
bedzie za pomoca grzatki elektrycznej;

— wanny nr 108 i 110 - chromowanie techniczne ,HEEF 25" o sktadzie: CrO; 245 —
255 g/dm®, H,SO, 3,5 — 4,0 g/dm®, temperatura kapieli 55 - 65°C utrzymywana
bedzie za pomoca grzatki elektryczne;j.

Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomoca termopar zainstalowanych
w kazdej wannie.

W procesie chromowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach odzyskowych
i natryskowych. Pomigdzy wannami procesowymi a pluczkami zastosowane beda
rynny splywowe z tworzywa sztucznego.
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Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiornika
sciekdw chromowych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiektu
galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.

Wanny do chromowania wyposazone bedg w ssawki wentylacyjne podfaczone
do instalacji wyciagowe] ze skruberem do wytrgcania aerozolu kwasu chromowego,
zakonfczone] emitorem E-2/H-4.

2) Kapiel do zdejmowania chromu — wanna nr 104 o pojemnosci 650 dm?®
napetniona kapiela o skiadzie: Na;CrO, do 20 g/dm®, NaOH 100 — 150 g/dm’,
temperatura kapieli — temperatura otoczenia.

W procesie zdejmowania chromu stosowane bedzie ptukanie w ptuczce natryskowe].
Pomiedzy wannami procesowymi a pluczkami zastosowane bedg rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego.

Ewentualne rozchlapki kapieli kierowane beda odpowiednim rurociagiem do zbiornika
sciekdéw  chromowych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia obiekiu
galwanizerni, skad bedg podawane do neutralizatora.

Wanna do zdejmowania chromu wyposazona bedzie w ssawke wentylacyjng
podtaczona do instalacji wyciagowej ze skruberem do wytrgcania aerozolu kwasu
chromowego, zakoriczonej emitorem E-2/H-4.

3) Kgpiel do polerowania elektrolitycznego stali odpornej na korozje —wanna nr
102 o pojemnosci 640 dm?®. Skiad kapieli: HsPQ4 650 - 750 g/dm®, H,SO,4 200 - 250
g/dm®.

Temperatura kapieli 50 - 80°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatki elektrycznej.
Pomiar temperatury dokonywany bedzie termoparg zainstalowang w wannie.,

Ewentualne rozchlapki kgpieli kierowane beda odpowiednim rurociggiem do zbiormika
kwasno-alkalicznego  znajdujacego sie  wewnatrz  podpiwniczenia  obiektu
galwanizerni, skad podawane beda do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w ssawki wentylacyjne podigczone do instalacji
wyciagowej zakonczonej emitorem E-3/H-4.

4) Kapiel do bichromizacji elektronu - wanna nr 119 o pojemnosci 330 dm?, sktad
kgpieli: HNO3 21 — 30 g/dm®, K:Cr,0; 15 — 20 g/dm®, NH4CI 0,75 1,25 g/dm®,
temperatura kapieli 70 - 80°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatki elekirycznej.
Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej
w wannie.

Ewentualne rozchlapki kapieli nr 119 kierowane beds odpowiednim rurociggiem
do zbiornika Sciekéw chromowych, znajdujacego sie wewnatrz podpiwniczenia
obiektu galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

Wanna wyposazona bedzie w pokrywe oraz wentylacje wyciggowsg. Opary znad
wanny odprowadzane beda emitorem E-2/H-4.

5) Kapiel do pasywacji po bichromizacji i fosfatyzacji - nr wanna 120
o pojemnosci 600 dm®, sktad kapieli: K2Cro05 50 - 70 g/dm?, temperatura kapieli 70 -

05-1.7222 64 1.2017.EK Strona 9z 38



100°C utrzymywana bedzie za pomoca grzatki elektrycznej. Pomiar temperatury
dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej w wannie.

Ewentualne rozchlapki kapieli nr 120 kierowane beds odpowiednim rurociagiem
do zbiornika s$ciekow chromowych, znajdujgcego sie wewnatrz podpiwniczenia
obiektu galwanizerni, skad beda podawane do neutralizatora.

Wanny wyposazone bedg w pokrywe oraz wentylacie wyciagows. Opary znad wanny
odprowadzane bedg emitorem E-2/H-4.

6) Kapiele pozostate o pojemnosci 1295 dm® w tym:

— do oczyszczania anod ofowiowych - wanna nr 114 o pojemnosci 400 dm?,
sktad kapieli: NaOH 100 g/dm®, KNa C4H405 100 g/dm®:

— do woskowania - wanna numer 113 o pojemnosci 150 dm® z Protecto Wax
Range 100%;

— do zdejmowania wosku — wanna nr 105 o pojemnosci 150 dm®, sktad kapieli;
D-SOLV — 100%;

— do zdejmowania chromu — wanna nr 106 o pojemnosci 400 dm?®, skiad kapieli:
HCI 200 — 300 gfdms, inhibitor trawienia S5-88 — 1 — 2%:

— do zdejmowania wosku - wanna nr 117 o pojemnoéci 195 dm?®, skiad kapieli:
gorgca woda.

Wanny nr: 105, 106, oraz 114 wyposaZzone beda w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciagowej zakorczonej emitorem E-2/H-4.
1.2.1.4 Wezet anodowniczy o lacznej pojemnosci wanien 30,550 m®

1) Kapiele do anodowania - wanny nr 405, 406, 407, 409, 417, 423, 424
o taczne] pojemnosci 13 630 dm?, w tym:

— wanny nr: 405 i 424 - anodowanie w kwasie siarkowym o skitadzie: H,SO,4 180

— 195 g/dm®, temperatura kapieli: 15 — 24°C:

— wanna nr 406 - anodowanie w kwasie siarkowo — borowym o sktadzie: HzBOs

5,2 - 10,7 g/dm®, H2504 30,5 - 52,0 g/dm®, temperatura kapieli: 24,5 — 28,9°C:
wanny nr: 407 oraz 417 - anodowanie w kwasie chromowym - sktad kapieli:

CrO3 35 — 45 g/dm®, temperatura kapieli 28 - 42°C:

— wanna nr 423 — anodowanie w kwasie siarkowo — winowym — o skladzie:

H2S04 36 — 44 g/dm®, C4Hs0s — 72 — 88 g/dm”®.

Wanny wyposazone bedg w grzatki elekiryczne. Pomiar temperatury dokonywany
bedzie za pomoca termopary zainstalowanej w wannie.

W procesie stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach stacjonarnych. Pomiedzy
wannami procesowymi a pluczkami =zastosowane zostana rynny spustowe
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 405, 406, 423, 424 -
kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika éciekéw kwasno-
alkalicznych, znajdujacego sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie
przepompowywane do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 407,
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409, 417 kierowane bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika Sciekow
chromowych, znajdujacego sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastgpnie
przepompowywane bedg do neutralizatora.

Wanny wyposazone beda w ssawy wentylacyjne podtgczone do instalacji wyciagowej
zakonczone emitorami E-11/H-4 (wanny nr 405, 406), E-12/H-4 (wanny nr 407, 417)
E-18/H4 (wanna 409) oraz E-19/H-4 (wanny nr 423, 424).

2) Kapiele do odttuszczania — wanny nr: 401 i 420 o tgcznej pojemnosci 4050 dm?,
w tym:
— wanna nr 401 - odttuszczanie na gorgco o skiadzie: Turco 4215 NCLT 45 - 52
g/dm?®, temperatura kapieli 45 - 50°C;
— wanna nr 420 - odtfuszczanie na gorgco o skiadzie: Turco 4215 NCLT 30 - 20
g/dm?®, temperatura kapieli 60 - 70°C.

Wanny wyposazone bedg w grzatki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany
bedzie za pomocg termopary zainstalowanej w wannie. W procesie stosowane
bedzie plukanie w pluczkach stacjonarnych. Pomiedzy wannami procesowymi
a pluczkami zastosowane zostang rynny spustowe z tworzywa sztucznego.
Ewentualne rozchlapki kierowane beds odpowiednim rurociggiem do zbiornika
sciekow kwasno-alkalicznych, znajdujgcego sie w podpiwniczeniu  obiektu
galwanizerni, a nastepnie przepompowywane do neutralizatora. Wanny wyposazone
beda w ssawy wentylacyjne podtaczone do instalacji wyciggowe] zakonczone
emitorami E-10/H-4 (wanna nr 401) i E-19/H-4 (wanna nr 420).

3) Kapiele do odtleniania — wanny nr: 402, 403 i 422 o tacznej pojemnosci 4 620
dm?®, napetnione kapielami procesowymi o sktadzie:
— wanna nr 402 - odtlenianie i przejasnianie w Ardrox 295 GD o skfadzie: Ardrox
295 GD 20 - 25 %, temperatura kapieli 30 - 40°C;
—  wanna nr 403 — odtlenianie o skiadzie: Cr°* 4,5 - 13,5 gfde, HNO; 75 - 150
g/dm?, temperatura otoczenia;
~ wanna nr 422 - odtlenianie o sktadzie: Ardrox 295 GD 20 - 25 %, temperatura
kapieli 30 - 40°C.

Wanny wyposazone beda w grzatki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany
bedzie za pomoca termopary zainstalowane] w wannie. W procesie stosowane
bedzie plukanie w piuczkach stacjonarnych. Pomigdzy wannami procesowymi
a pluczkami zastosowane zostang rynny spustowe z tworzywa sztucznego.
Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 402, 422 kierowane bedg odpowiednim
rurociagiem do zbiornika Sciekéw kwasno-alkalicznych, znajdujgcego sie
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane do
neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanny: 403, kierowane begda
odpowiednim rurociggiem do zbiornika $ciekdw chromowych, znajdujgcego sig
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w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane bedg do
neutralizatora.

Wanny wyposazone bedg w ssawy wentylacyjne podtaczone do instalacji wyciagowe;
zakonczone emitorami E-10/H-4 (wanny nr 402 i 403) i E-19/H-4 (wanna 422).

4) Kgpiele do uszczelniania — wanny nr: 409, 410, 412 i 425 o facznej pojemnosci
3610 dm®, wtym:
wanna nr 409 — uszczelnianie w roztworze dwuchromianu potasu o sktadzie:
KzCr207 40 - 60 mg/dm®, temperatura kapieli 96 - 100°C:
— wanna nr 410 — uszczelnianie w roztworze chromianow o skiadzie: Cr®* 45 —
100 ppm, temperatura kapieli 96 - 100°C;
— wanna nr 412 — uszczelnianie w octanie niklu o sktadzie: Ni(CH3:COO):x4H-0
15 — 20 g/dm?, temperatura kapieli 96 - 100°C;
wanna nr 425 — uszczelnianie w dwuchromianie o skfadzie; Na-Cr.Q; 47 5 —
52,5 mg/dm?®, temperatura kapieli: 97 - 100°C.

Wanny wyposazone bedg w grzatki elektryczne. Pomiar temperatury dokonywany
bedzie za pomocg termopary zainstalowanej w wannie. W procesie stosowane
bgdzie piukanie w ptuczkach stacjonarnych. Pomiedzy wannami procesowymi
a pluczkami zastosowane zostana rynny spustowe z tworzywa sztucznego.
Ewentualne rozchlapki kgpieli z wanny 412 kierowane beda odpowiednim
rurociggiem do zbiornika $ciekéw kwasno-alkalicznych, znajdujgcego  sie
W  podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane
do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 409, 410 i 425 kierowane
bedg odpowiednim rurociggiem do zbiornika Sciekow chromowych, znajdujacego sie
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane beda
do neutralizatora.

Wanny wyposazone bgda w ssawy wentylacyjne podiaczone do instalacji wyciagowej
zakonczone emitorami E-18/H-4 ( wanny nr 409, 410, 412) i E-19/H-4 (wanna
nr 425).

5) Kapiele do trawienia — wanny nr: 411, 415 i 421 o fgcznej pojemnosci 3 510
dm?, w tym:
—wanna nr 411 - trawienie alkaliczne aluminium o skatdzie: Aluminetch No 3, 45 —
75 g/dm®, temperatura kapieli: 54 - 63°C:
— wanna nr 415 — trawienie alkaliczne, o skladzie: NaOH 100-150 gfdme‘,
temperatura kapieli 50 — 70°C;
-wanna nr 421 — trawienie, o skiadzie: Aluminetch No 2, 35 — 55 g/dm?,
temperatura kapieli 55 - 65°C.

Wanny wyposazone bedg w grzatki elektryczne, Pomiar temperatury dokonywany
bedzie za pomoca termopary zainstalowane] w wannie. W procesie stosowane
bedzie ptukanie w ptuczkach stacjonarnych. Pomiedzy wannami procesowymi
a pluczkami zastosowane zostang rynny spustowe z tworzywa sztucznego.

O5-1.7222.64.1.2017 . EK Strona 12 z 38



Ewentualne rozchlapki kapieli z wanien 415, 421 kierowane beda odpowiednim
rurociggiem do zbiornika Sciekow kwasno-alkalicznych, znajdujgcego  sig
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastgpnie przepompowywane
do neutralizatora. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanny 411 kierowane beda
odpowiednim rurociaggiem do zbiomika sciekoéw chromowych, znajdujgcego sig
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane beda
do neutralizatora.

Wanny wyposazone beda w ssawy wentylacyjne podtgczone do instalacji wyciggowej
zakonczone emitorami E-10/H-4 i E-19/H-4.

6) Kapiel do alodynowania — wanna nr 404 o pojemnoéci 1130 dm®, o sktadzie:
Alodine 1200 8 — 10, 5 g/dm®, temperatura kapieli: 20 - 25°C.

Wanna wyposazona bedzie w grzatki elekiryczne. Pomiar temperatury
dokonywany bedzie za pomoca termopary zainstalowanej w wannie.
W procesie anodowania stosowane bedzie ptukanie w ptuczkach stacjonarnych.
Pomiedzy wannami procesowymi a pluczkami zastosowane begdg rynny sptywowe
z tworzywa sztucznego. Ewentualne rozchlapki kapieli z wanny 404, kierowane bedg
odpowiednim rurociggiem do zbiornika $ciekéw chromowych, znajdujgcego sie
w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane begda do
neutralizatora.

Wanna wyposazona hedzie w ssawy wentylacyjne podigczone do instalacji
wyciggowej zakonczonej emitorem E-10/H-4.

1.2.1.5 Wezel PFD, MFD i kontroli przypalen o tacznej pojemnosci 4,978 m*

1) Kapiele procesowe w tym:

— wanna nr 501 - odftuszczanie na goraco o skfadzie: Turco 4215 NCLT 45 - 52
g/dm®, temperatura kgpieli 45 - 50°C; wanna wyposazona bedzie w grzalki
elektryczne o mocy 2000 W. Pomiar temperatury dokonywany bedzie za pomocg
termopary zainstalowanej w wannie;

wanna nr 502 - trawienie aluminium o skiadzie: HNOs 112 — 225 g/dm”,
temperatura kapieli - temperatura kapieli 21 - 25°C;
— wanna nr 503 - trawienie tytanu o skiadzie: HNOs 299 — 323 g/dm®,
temperatura kgpieli — temperatura kapieli 21 - 25°C;
— wanna nr 504 — odtlenianie o skfadzie: HNO3 75 — 150 g/l, Cr'é 45 13,5
g/dm®, temperatura otoczenia.

W przypadku rozlewu, kapiele (dotyczy wanien: 501, 502, 503) kierowane beda
odpowiednim rurociggiem do zbiornika sciekow kwasno-alkalicznych, znajdujgcego
sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastepnie przepompowywane
do neutralizatora. W przypadku rozlewu, kapiel (dotyczy wanny 504) kierowana
bedzie odpowiednim rurociggiem do zbiornika $ciekow chromowych, znajdujgcego
sie w podpiwniczeniu obiektu galwanizerni, a nastgpnie przepompowywana
do neutralizatora.
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Wanny nr 501, 502, 503 i 504 wyposazone beda w ssawki wentylacyjne podtaczone
do instalacji wyciggowej zakoriczonej emitorem E-10/H4.

2) Kapiele procesowe do kontroli przypalen w tym:

— wanna nr 551 o sktadzie: HNO; 30,7 — 51,0 g/dm®, temperatura otoczenia:

— wanna nr 552 o skladzie: HCI 14,8 — 22,3 g/dm®, temperatura otoczenia;

— wanna nr 553 o skladzie: HCI 6,4 - 21,2 g/dm®, temperatura otoczenia;

- wanna nr 554 o skltadzie: Na;COs 40 - 60 g/dm®, temperatura otoczenia;
wanna nr 555 o skiadzie: NaOH 20 - 50 g/dm®, temperatura otoczenia;

— wanna nr 556 o skladzie: CuSO4x5H:0 - 100 g/dm® i HCI - 500 ml/l, temperatura
otoczenia;

— wanna nr 557 o skladzie: DWX 30 — 100%, temperatura otoczenia.

Wanny nr 551 - 557 wyposazone beda w pokrywy.

1.2.2.7biorniki magazynowe i przepompownia sciekdw pogalwanicznych, w tym:

1) Zbiorniki  sciekéw poptucznych cyjanowych z polipropylenu  wraz
z zespolem pomp (2 szt): (CN-1 o pojemnosci 3,5 m® oraz CN-2
o pojemnosci 4,0 m?;

2) Zbiorniki sciekow poptucznych chromowych z Poli (chlorku winylu) wraz
z zespotem pomp (2 szt): Cr-1 o pojemnosci 5.0 m® oraz Cr-2
o pojemnosci 6,2 (4,0) m*;

3) Zbiornik sciekow poptucznych kwasno-alkalicznych z polipropylenu wraz
z zespotem pomp (2 szt.): Kw-1 o pojemnosci 4,0 m*;

4) Rurociagi stalowe i tworzywa sztucznego (PP) przeznaczone do transportu
zuzytych wod poptucznych | kapieli galwanicznych do zbiornikdw
magazynowych oraz poza cbreb obiektu H-4;

5) Kolumna anionitowa i kationitowa w stacji doczyszczania wody, zbiorniki
jednoptaszczowe na powierzchni betonowej o pojemnosci 0,27 m* kazdy;

6) Zbiornik plastikowy wody DEMI o pojemnosci 5,0 m®.

1.2.3 Wezly lakiernicze
1.2.3.1 Malarnia nr 1

Dwukomorowa kabina lakiernicza (stanowisko nr 1 i nr 2) o przestrzeni roboczej
stanowiska 4500 x 3000 x 2650 mm, 2 piece do suszenia pokrytych lakierem detali,
magazynek do przechowywania podrecznego materiatow  lakierniczych
wraz z mieszalnig materiatow lakierniczych.

Kabina wyposazona bedzie w wentylatory:

- powietrza nawiewanego o wydajnosci 2 x 24 500 m*/h;

- wentylator wyciggowy o wydajnosci 2 x 24 500 m*/h.
Zastosowana bedzie dwustopniowa filiracja powietrza dostarczanego do kabiny,
realizowana przez:

- filtr tkaninowy klasy EU3 w centrali nawiewno - grzewczej;

- filtr tkaninowy klasy EU5 w plenum nawiewnym.
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Powietrze odciggane z kabiny lakierniczej przed wprowadzeniem do atmosfery
bedzie oczyszczane w dwustopniowym systemie suchej filtracji powietrza,
o catkowitej skutecznosci >99%.
Zespot filtracyjny sktadacé sie bedzie z:
— | stopieri — filtr szczelinowy papierowy o chionnosci 3+18 kg farby/m?,
skutecznosé filtracji: 91+98,1%;
— |1 stopien — mata filtracyjna PAINT STOP o chionnosci 3,5+4,7 kg pytow/m?,
skutecznosé filtracji: 90+95%.
Instalacja odciggu powietrza z kabin wyposazona bedzie rowniez w rekuperator
odzysku ciepta o sprawnosci 40%.
Opary z kabin bedg odprowadzane do powietrza emitorami: E-14/H4 i E15/H4,

1.2.3.2 Malarnia nr 2

Dwukomorowa kabina lakiernicza (stanowisko nr 3 i nr 4) o przestrzeni roboczej
stanowiska 4500 x 3000 x 2650 mm, ,mata” kabina malarska, dwie konwekcyjne,
komorowe, nieprzelotowe suszarki elekiryczne do suszenia czesci, magazynek
| pomieszczenie do urabiania materiatow lakierniczych.
Kabina dwukomorowa wyposaZzona bedzie w wentylatory;

- powietrza nawiewanego o wydajnosci 2 x 24500 m3/h;

- wentylator wyciagowy o wydajnoéci 2 x 24500 m/h.
Zastosowana bedzie dwustopniowa filtracja powietrza dostarczanego do kabiny,
realizowana przez:

- filtr tkaninowy klasy EU3 w centrali nawiewno - grzewczey;

- filtr tkaninowy klasy EUS w plenum nawiewnym.
Powietrze odciggane z kabiny lakierniczej oraz matej” kabiny lakiernicze] przed
wprowadzeniem do atmosfery beda oczyszczane w dwustopniowym systemie suchej
filtracji powietrza, o catkowitej skutecznosci =99%.
Zespot filtracyjny sktadacé sie bedzie z:

— | stopien — filtr szczelinowy papierowy o chtonnoéci 3+18 kg farby/m?,

skutecznosc filtracji: 91+98,1%;
— |l stopien — mata filtracyjna PAINT STOP o chionnoéci 3,5+4,7 kg pytow/m®,
skutecznosé filtracji: 90+95%.

Instalacja odciggu powietrza z kabin wyposazona bedzie rowniez w rekuperator
odzysku ciepta o sprawnosci 40%.
Opary z kabin beds odprowadzane do powietrza emitorami: E-4/H-4, E-5/H-4,
E-6/H-4.

I.2.4. Neutralizator - obiekt N-4

1) 2 zbiorniki z tworzywa sztucznego (PP) dla sciekdw cyjanowych:
CN-M o pojemnosci 3,2 m® i CN-U o pojemnosci 1,7 m*, wraz z zespotami
pomp;

2) 2 zbiorniki z tworzywa sztucznego (PE) dla Sciekdw chromowych, oznaczone
symbolami Cr-M o pojemnosci 5,0 m* i Cr-R o pojemnosci 3,2 m*;

3) 2 zbiorniki z tworzywa sztucznego (PP) dla $ciekow kwasno — alkalicznych,
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Kw-M i Kw-R, 0 pojemnoséci 5,0 m* kazdy;

4) 9 zbiornikow z roztworami reagentow z pompami dozujgeymi;

40% kwas siarkowy — pojemnik poj. 250 dm®;

30% wodorotlenek sodu — pojemnik poj. 250 dm®:
40% (kwaény siarczyn) sodu —paletopojemnik 1000 dm®:
Podchloryn sodu — paletopojemnik poj 1000 dm?;

Flokulant— zbiornik zamkniety z PE poj. 250 dm?;
Chlorek zelaza —paletopojemnik poj 1000 dm®:

5)

o pojemnosci 148 m*:

6)

symbolem CzW o poj. 5,0 m?;

8) prasa filtracyjna ramowa,
Sciekowych;
9) zespot doczyszczajacy podczyszczone Scieki;

mleczko wapienne — pojemnik 500 dm?.
osadnik pionowy cylindryczny, zelbetonowy (z wymurowka chemoodpornag),

zbiornik PE do korekty pH oznaczony symbolem KpH o poj 5,0 m™:
zbiornik z tworzywa sztucznego (PE) do zbierania czystej wody, oznaczony

do odwadniania pogalwanicznych osadow

sktadajacy sie z filtra

zwirowego, filtra weglowego, 2 kolumn z anionitem i 2 kolumn z kationitem:
10)zespot pomp oraz sie¢ rurociagéow doprowadzajgcych $cieki surowe i sieé
kanalizacyjna odprowadzajaca $cieki oczyszczone.

1.2.5. Stacja demineralizacji wody (DEMI)

Dwie stacje demineralizacji wody (DEMI) o wydajnosci 1-4 m*/h zlokalizowane bedag
w obiekcie N-4 | pracowac beda w obiegu otwartym. W skiad stacji beda wchodzié
nastepujace zbiomiki:
- 2 kolumny z anionitem o pojemnosci 0,27m* kazda:
- 2 kolumny z kationitem o pojemnosci 0,27m” kazda.

I.2. Punkt 11.1.1 otrzymuje brzmienie:

I1.1.1. Maksymalna dopuszczalna emisja gazow z instalacji.
Tabela 1

Lp.

Emitor

Zrédito emisji

Instalacja galw

anizerni z urzadzeniami do oczyszczania Sciekéw

Wanny nr: 208, 210, 213, 231,

1. | E-UH-4 | 23212, 235, 236,238, magazyn
cyjankowy
Wanny nr: 101, 104, 105, 108,
2. | E-2IH-4 | Cine 110, 11401, 11472, 119,

Dopuszczalna wielkos$é emisji
Rodzaj substancji
zanieczyszczajacych kg.fh—
cyjanowodor 0,038000
kadm" 0,000002 |
cynk” 0,000096
| amoniak 0,004000
miedz" 0,000400 |
pyt ogotem 0,003000
| pyt zawieszony PM10 0,003000
pyt zawieszony PM 2,5 0,003000 |
chrom*' " 0,002500
nikiel" 0,000500
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120, 214, 226, 251, 316, 318 | cynk” 0,000120
pyl ogolem 0,005000
pyl zawieszony PM10 0,005000
pyt zawieszony FM 2,5 0,005000
dwutlenak azotu 0,033000
chlorowodor 0,048500
Wanny nr: 102, wr1, 250, 252, | kwas siarkowy 0,016500
253, 208, 209, wr2, 201, 2171, | nikiel" 0,000528
217/2, 218, 219, 220, 224, 227, |02 0 006138
3. | E-3/H-4 | 228, 229 241, 310, wr3, 314, 1
315, wrb, 326, 328, 329, 330, | ©YNa | SHl i i,
wrd, wyciag z dygestorium | chrom - zwigzki Il i IV wart. 0,003300
laboratoryjnego pyt ogdterm 0,004950
pyl zawieszony PM10 0,004950
myt zawieszony FM 2,5 0,004850
B | kwas siarkowy 0,625000
bor” 0,006250
| chrom" 0,002850 |
| 4. | E-10H-4 WE”“gﬂr‘,{f i ggg: 202494 ["dwuitlenek azotu 0,042750
! pyt ogdétem 0,002850
pyt zawieszony PM10 | 0,002850
| pyt zawieszony PM 2,5 0,002850
kwas siarkowy 0,830000
' bor” 0,004500
5. | E-11/H-4 Wanny nr: 405, 406 pyl ogolem 0,003500
| pyl zawieszony PM10 0,003500
' | pyt zawieszony PM 2,5 0,003500
R chrom"” | 0,002540
6. | E-12/H-4 Wanny nr. 407, 417 it Ll o0
S yn AR oyl zawieszony PM10 0,005080
pyt zawieszony PM 2,5 0,005080
chrom - zwiazki Il i IV wart. " 0,002710
| nikiel” 0,002710
7. | E-1aig | VOO e 45'?;" rﬁgg' 410 pyt ogotem 0,002710 |
pyt zawieszony PM10 0,002710
| pyt zawieszony PM 2,5 0,002710
B pyt ogotem 0,002300
8. | E-1gyiaq | Wanny nr: 420, 421, 422, 423, kwas siarkowy 0,016080
424, 425, 425wr, 426 dwutlenek azotu 0,001560 |
chrom - zwigzki lll i 'Y wart. " 0,0000276
e | i oding = higastinkim dwutlenek siarki 0,007600 |
A kwas siarkowy . 0,05158082
10. | E-2/N-4 Qdcigg z magazynu kwas siarkowy ~ 0,08446175
Odcigg znad dozownika _dwutlenek siarki 0,019000
1| B4 pirosiarczanu sodu kwas siarkowy | 0,043003
Odciag caslny 7 pierwszeqgo | chlorowodar 0,06900
| 12.| E-5/IN-4 = pi;trap i cyjanowodar | 0,00600
13, | E-6/N-4 | Odciag miejscowy znad dwoch | chlor | 0,067192
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| komar Sciekaw cyjanowych

cyjanowadar

Malarnia (nr1 i nr2)
T

0,011100 |

|
14. | E-4/H-4 | Odciag z kabiny malarskiej (3)
!
15. | E-5/H-4 | Odcigg z kabiny malarskigj (4)
16. | E-6/H-4 | Odcigg z malarni (kabina mata)

05-1.7222.64.1.2017 EK

izocyjaniany 0,0002370 |
octan P_L_Jtylu 0,0013040
ksylen™ 0,0010754
| etylobenzen 0,0005997 |
| metyloetyloketon 0,0004116
alkohol butylowy 0,0003990
toluen 0,0001570
aceton | 0,0004153
cykloheksanon 0,0001871
metyloizobutyloketon 0,0012597
weglowowodory alifatyczne™” 0,0000218
alkohol dwuacetonowy 0,0001208 |
wedglowodory ElrﬂmEl’[.'_l,-’EZI'IEEE':' 0,0000001
fenol 0,0000002
formaldehyd 0,0000265
metanol 0,0001467
| fenylometanol 0,0000092 |
| mezytylen 0,0000017
kumen 0,0000010
propylobenzen 0,0000029
octan etylu 0,0000001
izocyjaniany 0,0002370
octan butylu 0,0013040
ksylen™ 0,0010754
etylobenzen 0,0005887
metyloetyloketon . 0,0004116
alkohol butylowy 0,0003990
toluen 0,0001570
aceton 0,0004153
cykloheksanon 0,0001871
metyloizobutyloketon 0,0012597 |
weglowowodory alifatyczne™ 0,0000967
' alkohol dwuacetonowy 0,0000218
| weglowodory aromatyczne” 0,0001208 |
| fenol 0,0000001
' formaldehyd 0,0000002 |
metanal 0,0000266 |
| fenylometanol 0,0001467
mezytylen 0,0000082 |
kumen 0,0000017 |
| propylobenzen 0,0000010
octan etylu 0,0000029
izocyjaniany D,GGD'D215—
octan butylu 0,0001185
| ksylen® 0,0000978 |
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etylobenzen 0,0000545
metyloatyloketon 0,0000374
_| | alkohal butylowy © 0,0000363 |
[ toluen 0,0000143
aceton 0,0000378
cykloheksanon 0,0000170
metyloizobutyloketon 0,0001145
| weglowowodory alifatyczne” 0,0000088 |
alkohal dwuacetonowy 0,0000020
weglowodory aromatyczne” 0,0000110
fenol ' 0,000000009
| formaldehyd 0,000000017
| metanal 0,0000024
fenylometanol 0,0000133
- mezytylen 0,0000008
kumen 0,0000002
propylobenzen 0,0000001
octan etylu 0,0000003 |
izocyjaniany 0,0001077 B
octan butylu ~ 0,0005927
| ksylen™ 0,0004888
etylohenzen 0,0002728
m etyloetyloketon 0,0001871
alkohol butylowy 0,0001814
toluen 0,0000713
| aceton 0,0001888
| cykloheksanon 0,0000851
) o metyloizobutyloketon 0,0005726
17. | E-7/H-4 M'iﬁig;:{;”;?ﬁg?“ ‘weglowowodory alifatyczne” 0,0000440
alkohol dwuacetonowy 0,0000099
| weglowodory aromatyczne” 0,0000549
fenol ' 0,00000005
formaldehyd 0,0000001
| metanol 0,0000121
fenylometanal 0,0000867
mezytylen 0,0000042
. | kumen 0,0000008
| | propylobenzen © 0,0000005
| octan etylu 0,0000013 |
i | “izocyjaniany 0,0004310 |
[ octan butylu 0,0023709
ksylen® 0,0019554
etylobenzen 0,0010904
i | B S metyloetyloketon 0,0007484
| alkohol butylowy 0,0007254 |
toluen 0,0002854
| aceton 0,0007550
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19.

E-5/H-4

| 20.

E-13/H-4

Suszarka (4)

Mieszalnia i magazynek
podreczny farb (1)

' cykloheksanon 0,0003402 |
metyloizobutyloketon 0,0022803
‘weglowowodory alifatyczne” 0,0001758
| alkohol dwuacetonowy 0,0000347
weglowodory aromatyczne® 0,0002197
fenal 0,0000002
formaldehyd 0,0000003
metanol 0,0000484
fenylometanal 0,0002667
mezytylen 0,0000167 |
kumen G,DGQDUH
| propylobenzen 0,0000019
octan Et},rlf CI,DW
| izocyjaniany 0,0004310
octan butylu 0,0023709
ksylen”™ 0,0019554
etylobenzen 0,0010904
metylue't.j.rlnketon II'J',&JD'DNH:I
alkohol butylowy 0,0007254
| toluen 0,0002854 |
aceton 0,0007550
cykloheksanon 10,0003402
met}fluiznbut}rfukemn 0,[]&22903_
weglowowodory alifatyczne™ W
alkohol dwuacetonowy 0,0000387
weglowodory aromatyczne” 0,0002197 |
fenal 0,0000002
| formaldehyd 0,0000003
metanol 0,0000484
fenylometanol 0,0002667
| mezytylen 0,0000167
| kurnen 0,0000031
' propylobenzen 0,0000019
octan etylu 0,0000053 |
izocyjaniany 0,0001077
octan butylu 0,0005927
ksylen” 00004888 |
etylocbenzen fm
| metyloetyloketon 0,0001871
alkohol butylowy 0,0001814
toluen 0,0000713
aceton 0,0001888
cykloheksanon 0,0000861 |
| metyloizobutyloketon 0,0005726
| weglowowodory alifatyczne” | 0,0000440
 alkohol dwuacetonowy 0,0000099 |
| weglowodory aromatyczne” 0,0000549
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E-14/H-4

22,

E-15/H-4

Odciag z kabiny malarskigj (2)

Odciay z kabiny malarskigj (1)

fenol 0,00000005
formaldehyd 0,0000001
metanol 0,0000121 |
fenylometanal ) 0,0000667 |
mezytylen B 0,0000042 |
kumen 0,0000008 |
propylobenzen © 0,0000005 |
| octan etylu 0,0000013 |
| izocyjaniany 0,0002370
| octan butyly 0,0013040
| ksylen® B 0,0010754
| etylobenzen 0,0005997
metyloetyloketon 0,0004116
alkohol butylowy 0,0003990
toluen 0,0001570
aceton 0,0004153
cykloheksanon 0,0001871
metyloizobutyloketon | 0,0012597
weglowowodory E_liifatj,.n::zne'tJ | 0,0000967
alkohol dwuacetonowy 0,0o000218
weglowodary aromatyczne® 0,0001208
fenol 0,0000001
formaldehyd 0,0000002
metanal 0,0000266 i
fenylometanaol 00001467 f
mezytylen 0,0000082
kumen 0,0000017
propylobenzen (,0000010
octan etylu 0,0000029
izocyjaniany 0,0002370
| octan butylu 0,0013040 |
| ksylen” 0,0010754
| etylobenzen 0,0005997
metyloetyloketon 0,0004116
alkohol bﬁtyluwy | 0,0003990
toluen 0,0001570
aceton 0,0004153
cykloheksanon 0,0001871
metyloizobutyloketon 0,0012597 |
' weglowowodory alifatyczne” 0,0000967 |
alkohol dwuacetonowy 0.0000218
weglowodory aromatyczne™ 0,0001208
' fenol 0,0000001
formaldehyd 0,0000002
metanol 0,0000266
| fenylometanol 0,0001467
mezytylen 0,0000092

03-.7222.64.1.2017 EK
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kumen 0,0000017

propylobenzen 0,0000010

| octan etylu 0,0000029

1? — jako suma metalu i jego zwigzkow w pyle zawieszonym PM10
7 — jako suma fluord i fluorkdw rozpuszczalnych w wodzie

¥ _ jako suma izomertw
4 " 2 ;
"—do C12, poza wymienionymi

" — poza wymienionymi

1.3. Punkt 11.1.2 otrzymuje brzmienie:

I1.1.2. Maksymalna dopuszczalna emisja roczna z instalacji.

Tabela 1a =
Lp. Rodzaj substancji zanieczyszczajacych Dcpuszczall:;ag;r::-:l;l]k RIS
Tnsta!acja galwanizerni z urzadzeniami do oczyszczania sciekdw
1 pyt ogotem 0,170730
2 pyt PM 10 0,156840
3 pyl PM 2,5 0,156840
4_ | dwutlenek siarki 0,057000
|'5. | kwas siarkowy 8,024029 ]
5] dwutlenek azotu 0,563560
| 7. | cynk” 0,00215136
8 nikiel ! 0,007793 ]
9 chlor 0,114226
10. | miedz" 0,002400
11. | fluor® 0,036828
12. | cyna” 0,000864
13. | bor” 0,05200
14. | kadm" 0,000012
15. ﬂ}fjaHOW{)d ar 0,266190
|16, chlorowodar 0,50772
| 17. | chrom™ 0,043432
18. amaniak 0,024000
19. | chrom - zwiazki Il i IV wart, " 0,019800
Malarnie
20, | izocyjaniany - 0,129290
21. | octan butylu 0,711260
22. | ksylen™ 0,586606
23. etylobenzen 0,327134
24. | metyloetyloketon 0,224520 |
25 | alkohol butylowy 0,217624 |
' 26. | toluen I 0,085612 "
27. aceton 0,226500
' 28. | cykloheksanon 0,102080
29. | metyloizobutyloketon 0,687100
30. | weglowodory alifatyczne™ - 0,052750 ]
31. | alkochol dwuacetnnoﬁ;r 0,0118560
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K wagicnwudc:ry aromatyczne 0,065900

33 fenol 0,000056

34. | formaldehyd ) 0,000100 -
35, | metanol ) - 0,014524

36. | fenylometanol 0,080000

37. | mezytylen ) 0,005000

38. | kumen ] 0,000936

39. propylobenzen 0,000560
[40. | octanetylu 0,001600

' _ jako suma metalu i jego zwiazkéw w pyle zawieszonym PM10
?] — jako suma fluoru | fluorkdw rozpuszezalnych w wodzie
* _ jako suma izomerdw

4y,

-do G12, poza wymienionymi

* — poza wymienionymi

1.4. Punkt 11.3.1. otrzymuje brzmienie:

11.3.1. Rodzaje i ilosci odpadéw przewidzianych do wytworzenia z uwzglednieniem
ich podstawowego sktadu chemicznego i wiasciwosci.

11.3.1.1 Odpady niebezpieczne

Tabela 2 a
L Kod Rodzal odpad Wiasciwosci i podstawowy skiad o d"':i'fﬁw
P- odpadu odza) odpadu chemiczny | [MI;HGH]
Instalacja galwanizerni z urzgdzeniami do oczyszczania Sciekow — '
Crdpady _ Skiad: rteé, szklane lub plastikowe
1 [ 060404 | iermince et ' obudowy. 0,010
B i B Stan skupienia; staly
Rozpuszezalniki
chloroweo- : -
2. | 070103* |organiczne, roztwory et pe“"éht:’;“jg"ﬁ;h‘i‘:‘f‘i%kﬂab”'zat{” 3,500
Z przemywania =N siplenia.
i clecze macierzyste -
Wody popluczne Skiad: 2-metylopentano-2 4-diol, azowe
3 07 03 01* | | tugi macierzyste kompleksy chromowe. 2,000
[ Stan skupienia: ciekly
Crdp;iﬁ:éi?ner Sktad: kopolimer styrenowo - akrylanowy,
4 08 03 17* Zawieralaty wosk, barwnik.‘ krzemionk_:a bezpc:-stacinwa: 0.400
' substandje sadza techniczna, zywica poliestrowa. i
; : Stan skupienia: staly
niebezpieczne _ ]
Skiad: kwas siarkowy (\V1), kwas solny,
5. | 110105° | Kwasytrawigee | <V2S3200OWY. k;':;?g?gﬁmdmw' kwas | g 600
Stan skupienia: ciekty
Skiad: wodorotlenek sodu, metakrzemian
_! sodu, weglan sodu, pirofosforan tetrasodu,
2-{2-butoksyetoksy) etanol,
heksafluorokrzemiany alkaliczne sodu,
B. 1101 07* Alkalia trawigee benzatiazolo-2-tiol, etoksylowany alkohol 5.000
ftuszczowy C12-15, azotan sodu, etoksylan
nonylofenolu, dzesieciowodny czteroboran
sodu, ksylenosulfonian sodu, terpena
| pomaranczowa, alkohol fuszczowy, eter
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11 01 08*

11 01 08"

Odpady i szlamy
z fosforanowania |

benzylowy.
Stan skupienia: ciekly

* Skiad: azotan cynku, azotan baru, fosforan
cynku, fosforan baru.

Szlamy i osady
pofiltracyjne
zawierajace
substancje

niebezpieczne

110113"

Stan skupienia: staty (grudki)

Shkdad: weglan sodu, cyjanek sodu, cyjanek
kadmu, siarczan baru.
Stan skupienia: staly (toksyczne)

Odpady

z odttuszczania
zawierajace
substancje

niebezpieczne

10,

11 01 98*

Inne odpady
zawierajace
substancje
niebezpieczne

0,500

0,400

Skiad: wodorotlenek sodu, metakrzemian

2,2'-(oktadec-8-enylimino)bisetanol, 2-(2-
butoksyetoksy) etanal,
heksafluorokrzemiany alkaliczne sodu,
benzotiazolo-2-tiol, etoksylowany alkohol
ttuszozowy C12-15, tetraboran disodu
bezwodny, azotan sodu.

Stan skupienia: ciekdy.

sodu, weglan sodu, pircfosforan tetrasodu, |

7,760

Skfad: bezwodnik chromowy, dwuchromian
sodu, dwuchromian potasu, kwas azotowy,
kwas siarkowy, cyjanek sodu, cyjanek

miedzi, cyjanek kadmu, cyjanek cynku,

11

| 1201 12*

12. | 1501 10*%

Zuzyte woski
I tuszcze

Stan skupienia: ciekly (toksyczne)
Skiad: mieszanina woskow
mikrokrystalicznych.

Stan skupienia: staty

Opakowania
zawierajace
pozostatosc
substancji
niebezpiecznych
lub nimi
ZanieCczZysSZCZone

13. | 1502 02*

Sarbenty, materiaty
filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete
w innych grupach),
tkaniny do
wycierania
(np. szmaty, Scierki)
i Ubrania ochronne
Zanieczyszozone

14. | 1602 13~

| Zuzyte urzadzenia

substancjami
nichezpiecznymi

8,000

1,000

Skiad: polipropylen, polietylen, pojemniki
szklane, drewno, worki foliowe,

puszkifbeczki metalowe, zanieczyszezone:
kwasem chromowym, kwasem azotowym,

kwasem fosforowym, azotanem cynku, |
fosforanem cynku, weglanem sodu,
wedlanem wapnia, tlenkiem boru, tlenkiem
ofowiu (11).
Stan skupienia: staty

3,000

Skiad: bawetna, flanela, lateks kauczuku
naturalnego, nitryl, PP zanieczyszczone
CrOs, dwuchromian sodu, dwuchromian
potasu, cyjanek sadu, cyjanek cynku,
cyjanek kadmu, kwas siarkowy, kwas
azotowy, kwas solny.
Stan skupienia: staty (widkna, guma)

zawierajace
niebezpieczne

5,000

Skiad: urzgdzenia elektryczne i

elementy inne niz
wymienione
w 16 02 08
do 16 02 12

elektroniczne zawierajgce metale

niebezpieczne typu ofow, kadm, chrom,
hikiel.

Stan skupienia; staly.

15. | 16 05 0g*

Chemikalia
laboratoryjne

i analityczne
(np. adczynniki

chemiczne)

08-1.7222.64.1.2017.EK

wodorotlenek sodu, chromian (VI) potasu,

Skiad: kwasy: solny, fosforowy, siarkowy,
azotowy, azotan srebra, EDTA,
nadmanganian potasu, amaoniak, ',

siarczan miedzi, cyjanek potasu, fluorek

0,100

0,500
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186.

17:

18.

zawierajgce
substancje
niebezpieczne,
w tym mieszaniny
chemikaliow
laboratoryjnych
i analitycznych

16 09 02*

Chromiany(np.
chromian
potasowy,

dwuchromian
sodowy lub
potasowy)

17 04 05*

Odpady metali
zanieczyszczone
substancjami
niehezpiecznymi

1902 11*

Inne odpady

Zawierajgce

substancje
niebezpieczne

amonu, wodaorotlenek potasu.
Stan skupienia: staty

Skiad: chromian potasowy, dwuchromian

sodowy lub potasowy.
Stan skupienia:; ciekly

Skiad: zelazo z domieszkami chromu, niklu,
wegla, aluminium, miedz, otow, tytan z
domieszkami magnezu, krzemu, oldw z

domieszkami cyny, antymonu
zanieczyszczone: wodorotlenek sodu,
cyjanek sodu, cyjanek cynku, cyjanak
miedzi, cyjanek kadmu, bezwodnik kwasu
chromowego, dwuchromian sodu,
dwuchromian potasu, kwas siarkowy, kwas

Stan skupienia:; staly

Skiad: wodorotlenek sodu, cyjanek sodu,
cyjanek cynku, cyjanek miedzi, cyjanek
kadmu, &8, (hezwodnik kwasu
chromowegao), dwuchromian sodu,
dwuchromian potasu, kwas siarkowy, kwas
azotowy, bisortofosforan(Vl} tricynku, tlenek
cynku, chromian (V1) strontu, formaldehyd,
ksylen, etylobenzen, toluen, octan etylu,
octan butylu, izobutanol, aceton, chromiany
cynku, metyloetyloketon, metylobenzen.
Stan skupienia: staty i ciekly

19.

20.

| Malarnie

19 08 13*

Szlamy zawierajace
substancje
niebezpieczne
Z innego niz
biclogiczne
oczyszczania |
sciekow
przemyslowych |

Skiad: wodorotlenki: chromu (1), niklu,
cynku, zelaza (II1), glinu, miedzi, kadmu,

08 01 11*

21.

08 01 13*

Odpady farb
i lakierdw
Zawierajgcych
rozpuszezalniki
arganiczne lub inne
substancije
niebezpieczne

formaldehyd, ksylen, etylobenzen, toluen,
octan etylu, octan butylu, izobutanal,
aceton, chromiany cynku, metyloetyloketan,
metylobenzen, bisortofosforan{VI)] tricynku,

Stan skupienia: od cieklego do stalego,

Szlamy z usuwania

farb i lakierdw
zawierajgce
rozpuszczalniki
organiczne lub inne
substancje

]
|

| aceton, chromiany cynku, metylostyloketon,

bis[ortofosforan(V1)] tricynku, tlenek cynku,
formaldehyd, ksylen, etylobenzen, toluen,
octan etylu, octan butylu, izobutanol,

3,000
2,000
azotowy.
5,000
40,000
cyny.
Stan skupienia: staty
5,000
tlenek cynku,
substancje palne
Skiad: chromian (1) strontu,
1,000

metylobenzen.

niebezpieczne
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22

o8 a1 21*

Zmywacz farb lub
lakierdw

Skiad: dichlorometan, fenol, chromian sodu,
sulfonowane sole sodowe ropopochodnych.
Stan skupienia: ciekly, substancje palne

0,500

11.3.1.2 Odpady inne niz niebezpieczne

08-1.7222.64.1.2017.EK

Tabela 2b
_Lp Kod Rodzai odpadu Wiasciwosci i podstawowy skiad . d';';édf;w
A Sigp :
odpa .u | chemiczny [Mgfrok]
Odpady '
i 07 02 80 Z przemystu Skiad: lateks kauczuku naturalnego, nitryl. 0.100
' gumowego Stan skupienia: staly. '
i produkciji gumy
Zuzyte materialy
E lifierskie inne niz Skiad: tlenek glinu.
- v Tl ot e 5
wymienione Stan skupienia: staty e
w12 01 20
Opakowania : ;
3 15 01 01 7 papier Skiad: gntaku!itur_a opgkiw:anmwa_ 5.000
o | tektury ~Stan skupienia; staty
Skiad: tworzywa sztuczne typu
Opakowania paliftereftalen etylenu) (PET), polietylen,
4. 150102 Z tworzyw poli (chlorek winylu), polistylen, 3,000
sztucznych polipropylen, polistyren.
Stan skupienia: staty.
Opakowania Skiad: drewno.
= E ——
.- i L z dreswna Stan skupienia: staly 1,000
| Skiad: piasek kwarcowy, weglan sodu,
| g 1501 07 Opakowania ze weglan wapnia, tlenek boru, tlenek olowiu 0.200
szkia (I1). '
Stan skupienia: staly
Skiad: zelazo z domieszkami chromu, niklu,
7. 16 0117 Metale zelazne wegla, 5,000
Stan skupienia: staty
Sktad: aluminium, miedz, ofdw, tytan
&, 160118 Metale niezelazne Z domieszkami magnezu, krzemu, 2,000
Stan skupienia: staly
' Sktad: rury z PCV.
9. 16 01 1 e
8 | Tworzywa sztuczne ._ Stan skupienia: staly 1,000
Miedz, braz, Skiad: miedz, cynk, cyna.
18 Troen mosigdz Stan skupienia: staty 2.000
Skiad: aluminium z domieszkami magnezu,
| 11, 17 04 02 Aluminium krzemu, miedzi. 5,000
_Stan skupienia: staty
Sklad: otow z domieszkami cyny,
12. 17 04 03 Otow antymonu, 2,000
| Stan skupienia: staty
Skdad: cynk.
13. 17 04 04 Cynk Stan skupienia: staly 0,500
) Skiad: zelazo z domieszkami chromu, niklu,
14. | 170405 Zelazo i stal weala. 7,000
Stan skupienia: staty
Skiad: cyna,
B | WD F:ma ~ Stan skupienia; staly _ Mt
Skiad: zelazo z domieszkami chromu, nikluy,
16. | 170407 | Mieszaniny metali wegid, aluminium, miedz, olow, tytan 5,000
z domieszkami magnezu, krzemu.
| Stan skupienia: staly )
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' Zuzyty wegiel Skiad: substancjfa zaabsorbowane przez
17. 16 09 04 Shetinu wegiel aktywny. 2,000
b Stan skupienia: staly
Masycone |ub Skdad: zywice nasycone zwigzkami Zzelaza |
18. | 190905 zuzyte Zywice i mangandl. 1,000
jonowymienne Stan skupienia: staly |

I.5. Punkt lll.1.1 otrzymuje brzmienie:

1.1.1. Parametry zrodet emisji do powietrza

Tabela b -
Wysoko$ | Srednica | Predkos¢ gazow | 'omberan@ |
L Symbol é emitora odlotowych na " d?utu ch emitF:::ra y
P- | emitora emitora u wylotu wylocie emitora 7 wyr:-iie [h]
| [m] ol [mis] emitora [K]
Instalacja galwanizerni z urzadzeniami do oczyszczania $ciekow
17,82
1. E-1/H-4 10,0 0,63 (zadaszony) 295 86000
17,54
2. E~2/H-4 10,0 0,71 (zadaszony) 295 | 6000
18,24
_ 3. E-3/H-4 10,0 0,80 (adanzniy] 295 G000
' 10,1
. 4. E-10/H-4 13,0 0.6 (zadaszony) | 29§ 8000
|5 | E-11H4 | 180 0.5 12,4 303 6000
| 6. | E-12/H-4 180 | 0.5 8,0 303 6000
| 7. | E-18/H-4 12,0 0.6 9.6 295 6000
8. | E-19/H-4 120 | 0,71 | 16,1 303 6000
9. | E-22/H4 12,0 0,25 - 285 _ 6000
4.4
2l | 2
10. E-1/N-4 | 10,0 0,2 (zadaszony) 293 500
' 34
11, E-2/N-4 10,0 0.4 (zadaszony) 293 3100
4.4
12. E-4/N-4 10,0 0,2 (zadaszony) 293 ZBGD.
51 |
13. E-5/N-4 10,0 02 (zadaszony) 293 2800 B
53
14. E-8/N-4 10,0 0,25 B (zadaszony) 295 1700
) _ _ Malarnie _
15. E-4/H-4 10,0 1,0x1,0 10,0 294 8000 |
A6: E-5/H-4 10,5 1,0x1,0 10,0 294 6000
17. E-6/H-4 10,5 0,36x0,54 286 204 6000
| 18. E-7/H-4 10,5 0,2 5.4 204 6000
18. E-8/H-4 10,5 0.1 3,6 do 343 6000
20. E-9/H-4 10,5 0,1 | 386 do 343 6000
| 21. | E-13/H-4 100 | 0,3 _ 7.0 295 6000
22 | E-14/H-4 10,0 | 0,77x0,77 | 7.0 295 G000 |
23. | E-15/H-4 10,0 | 077x0,77 | 8,0 295 : 6000 |
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1.6. Punkt lll.1.2 otrzymuje brzmienie:

I11.1.2. Charakterystyka techniczna urzadzen ochrony powietrza

Tabela 6
Lp.| Numeremitora |  Rodzaj urzadzenia | Sprawnosé ]
Instalacja galwanizerni z urzadzeniami do oczyszczania $ciekow
i 7 E-1/H-4 Skruber 88-90% .
i 2, E-2/H-4 Skruber 88-90%
13 E-3/H-4 ) Skruber 68-90%
| 4. E-10/H-4 ' Skruber 88-80%
5. E-12/H-4 Skruber 88-90%
6. E-18/H-4 Skruber 88-90%
[ E-19/H-4 Skruber 88-90%
Malarnie
8. E-4/H-4 Filtr tkaninowy 90-98% ]
9. E-5/H-4 Filtr tkaninowy 90-98%
10. E-6/H-4 Filtr tkaninowy 90-98% A
11 | E-7/H-4 Filtr tkaninowy 90-98%
12. E-8/H-4 Filtr tkaninowy 90-98%
13. E-9/H-4 Filtr tkaninowy I 90-98% i
14. E-13/H-4 ' Filtr tkaninowy 90-98%
15. E-14/H-4 Filtr tkaninowy 90-98%
16. E-15/H-4 Filtr tkaninowy 90-98%

I.7. Punkt lll.2 otrzymuje brzmienie:

ll.2. Warunki emisji hatasu do srodowiska oraz $rodki techniczne majace na
celu ograniczenie emisji hatasu.

Tabela 7
Maksymalny czas pracy
Lokalizacia | Symbol | Typ zrédia | Wysokosé <Hi
| Lp. zrodia hatasu Zrodla hatasu Zrodia P’fd:r-:;lqgu dohy [h]
: Pora nocna
A dzienna
Hala produkcyjna :
i % | (galwanizernia) H-3 budynek _ 10,0 16 8
. Hala produkcyjna
i (malarnia) H-4 budynek 10,0 16 | 8
Wentylator
dachowy .
= zlokalizowany na W-1 punktowe 10 186 8
budynku N-4
Wentylator
dachowy
. % zlokalizowany na W-2 punktowe 10 16 8
| budynku N-4
Wentylator
dachowy
> zlokalizowany na W-4 punktowe 10 18 8
budynku N-4
5. Wentylator W5 —— ” " E
dachowy _
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zlokalizowany na
budynku N-4

Wentylator
dachowy
Zlokalizowany na
budynku N-4

Wentylat'or
wyciggowy obaok
budynku H-4

WW-6 punktowe

10 16 8

W-12 punktowe

Wentylator
wyciggowy obaok
budynku H-4

10.

Wentylator
wyciggowy obok

budynku H-4

W-13 punktowe

0,5 16 8

W-14 punktowe

I.8. Punkt l1l.4.1.1 otrzymuje brzmienie:

lll. 4.1.1 Odpady niebezpieczne

1.5 16 8

Instalacja galwanizerni z urzadzeniami do oczyszczania Sciekow

Rodzaj odpadu

Sposéb i miejsce magazynowania
odpadu

Odpady zawierajace rtgc

Pojemnik plastikowy, magazynek Koto
neutralizatora

Rozpuszczalniki chlorowco-
organiczne, roztwory z
przemywania i ciecze macierzyste

Wody popluczne i tugi macierzyste

Metalowy pojemnik, magazynek
cyjankowy

Kwasy trawigce

QOdpady i szlamy z fosforanowania

Alkalia trawigce

Pajemnik z tworzyw sztucznych o poj.
1000 | w magazynie odpadow

Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj.
1000 | w magazynie odpaddw

Pojemnik z tworzyw sztucznych o poj.
1000 | w magazynie odpadaw

Szlamy | osady pofiltracyjne
zawierajace substancje

niebezpieczne

Fojemnik z tworzyw sztucznych o paj.
1000 | w magazynie odpadow

Pojemnik typu ,mauzer” lub beczki
stalowe o poj. 200 | w magazynie
odpadow

Odpady z odtiuszczania zawierajgce
substancje niebezpieczne

Pojemnik z tworzyw sztucznych o paj.
1000 | w magazynie odpadow

Inne cdpady zawierajace
substancje niebezpieczne

Zuzyte woski i tuszcze

Fojemnik z tworzyw sztucznych o poj.
30, 60 | lub 1000 | w magazynis
odpadow

Pojemnik metalowy, galwanizernia
(obiekt H-4)

Opakowania zawierajgce
pozastalosci substancii
niebezpiecznych lub nimi

Sorbenty, materiaty filtracyjne
(w tym filtry olejowe nieujete

w innych grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty, scierki)

i ubrania ochronne zanieczyszczane

Zanieczyszczone

Odpady magazynowane w pudlach lub
na paletach w magazynie odpaddw

substancjami niebezpiecznymi

:!'abela 8
[y Kod
P- | odpadu

1. | 0604 04*
2. | 070103*
3. | 0703 01*
4. | 110105°
5. | 110107*
& | 110108
7. | 1101 09*
g | 110113*
g | 110198*
10. | 1201 12*
11. | 1501 10*

| 12. | 1502 02*

[ 13. | 1602 13* |

Zuzyte urzadzenia zawierajgce

Pojemniki metalowe lub plastikowe
w magazynie odpadow

—

Magazynek obok neutralizatora
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niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

Chemikalia laboratoryjne
i analityczne (np. odczynniki
chemiczne) zawierajgce substancje
niebezpieczne, w tym mieszaniny
chemikaliow laboratoryjnych
i analitycznych
Chromiany (np. chromian potasowy,

| dwuchromian sodowy |ub potasowy)|

Odpady metali zanieczyszczone
substancjami niebezpiecznymi

Potka w magazynku kwasow | zasad

Pojemnik z tworzyw sztucznych
o poj. 1000 | w magazynie odpaddw

Kontener metalowy, firma zewnetrzna

Inne odpady zawierajgos
substancie niebezpieczne

Magazynek koto neutralizatora

Szlamy zawierajgce substancje
niebezpieczne z innego niz
biclogiczne oczyszczania sciekaw
przemystowych
Zuzyty wegiel aklywny

Pojemnik z tworzyw sztucznych
@ paj. 1000 1 w magazynie odpadiw

Paletopajemnik w magazynie odpadow

Odpady farb i lakierow
Zawierajgcych rozpuszczalniki
organiczne lub inne substancje

niehezpieczne
Szlamy z usuwania farb i lakierow
zawierajace rozpuszczalniki
arganiczne lub inne substancje
niebezpieczne

14. | 16 05 06"
15. | 16 08 02*
16. | 17 04 09*
17, | 902 H1*
18. | 1908 13"
19. | 1909 04~
| Malarnie
20. | o801 11*
21. | 080113
22. | 080121%

Metalowy pojemnik, magazynek
odpadow.

Metalowy pojemnik, magazynek
odpaddw.

Zmywacz farb lub lakierow

Metalowy pojemnik, magazynek
cdpadow,

1.9. Punkt 111.4.1.2 otrzymuje brzmienie:

l1l.4.1.2. Odpady inne niz niebezpieczne

Sposéb i miejsce magazynowania
odpadu

Worki lub luzem, magazynek obok
neutralizatora
Worek papierowy lub foliowy,
magazynek obok neutralizatora

Worki plastikowe, garaz obok
neutralizatora

Magazynek obok neutralizatora
Fodpiwniczenie (obiekt H-4)

Worek plastikowy, magazynek obok
neutralizatora

Paletopojemnik, magazynek obaok
neutralizatora
Paletopojemnik, magazynek obok
neutralizatora

Magazynek koto neutralizatora
lub podpiwniczenie obiekt (H-4)

Pojemnik plastikowy, magazynek obok
neutralizatara

Pojemnik plastikowy, magazynek obok
neutralizatora

Tabela 9
' | Kod :
_ Lp._ odpadu Rodzaj ndpadu.
1 07 02 80 Cdpady z przemy_:-_;’ru gumaowego
_ i produkcji gumy
Zuzyte materialy szlifierskie inne
i | 120521 niz wymienione w 12 01 20
3 1501 01 Opakowania z papieru i tektury
4 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych
5. 156 01 03 Opakowania z drewna
6. 150107 Opakowania ze szkia
7. 1601 17 Metale zelazne
| 8. 16 01 18 Metale niezelazne
9. 16 01 19 Tworzywa sztuczne
10. 17 04 01 MiedZ, braz, mosiadz
p i 2 17 04 02 Aluminium
12. 17 04 03 Otow
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13. | 17 04 04 ] —— Pojemnik plastikowy, magazynek obok
' Y neutralizatora
| 14 17 04 05 St T atal Pojemnik plast|kr:uw3!.r, magazynek obok
) B neutralizatora
Pojemnik plastikowy, magazynek obok
15, | AFGE08 o B neutralizatora
; ; - Pojemnik plastikowy, magazynek obok
. jﬁ 17 04 07 Mieszaniny metali heutralizatora
: Paletopojemnik, magazynek obok
17. : 1909 04 .Zuz'_-,ft'_.r wegiel aktywny neutralizatora
18 19 09 05 Masycone lub zuzyte 2ywice Paletopojemnik, magazynek obok
: jonowymienne neutralizatora

1.10. Punkt lll.4.7 otrzymuje brzmienie;

I.4.7. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczaniu ilosci
ich negatywnego oddzialywania na srodowisko

minimalizacja wynoszenia kapieli na wieszakach | detalach poprzez
wydtuzenie czasu ociekania, powolne wycigganie obrabianych przedmiotow,
co ograniczy iloé¢ powstawania osadéw poneutralizacyjnych, zuzytych kapieli
oraz odpadow z regeneracji kapieli,

zakup $rodkéw chemicznych w ilosciach dostosowanych do potrzeb danego
procesu, kontrola zaopatrzenia | prowadzenie przegladow celem redukcji
odpadéw chemicznych,

przestrzeganie rezimu technologicznego,

wykorzystywanie przepracowanych kapieli do trawienia i odttuszczania jako
reagenty do neutralizacji sciekow technologicznych,

regeneracja roztwordw technologicznych,

stosowanie koagulantéw i flokulantéw w celu obnizenia ilosci powstajgcych
odpaddow,

stosowanie opakowan wielorazowego uzytku,

odzysk lotnych zwiazkow organicznych w malarni dzigki zastosowaniu
destylarki szlamoéw malarskich.

1.11. Punkt V otrzymuje brzmienie:

V. Rodzaj i maksymalna ilos¢é wykorzystywanej energii, materialow, surowcow
i paliw

V.1. Instalacja galwanizerni z urzadzeniami do oczyszczania sciekow

V.1.1 Maksymalna iloé¢ podstawowych surowcow i materiatow stosowanych

w produkcji
Tabela 10 B )
B e . | Zuzycie
_Lp. Wyszczegdlnienie | Zastosowanie Mgirok
SUROWCE NIE ZAWIERAJACE SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH
1. Anody cynkowe Anody w procesie cynkowania 0,200
2. Chlorek sodu | Proces trawienia stali, miedzi i jej stopow 0,500
3. ~ Gliceryna Procesy: cynkowania cyjanowego, 0100
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B B zdejmowania niklu
4, Gltbenian sody Froces oczyszezania stali 0,100
- {proszek)
5. . HEEF M5 Chromowanie techniczne 0,200
B. HEEF AS Chromowania techniczne 0,300
7. — Wosk - Maskowanie czesci _ 1,000 |
| 8. Brenntamer A 630 Flokulant w procesie nczyszezania Sciekdw 0,100
Meutralizacja popluczyn po penetrancie,
i oczyszezanie kapieli do kadmowania
& Wegisl aktywny nisiﬂcyjanuwegg Z zanieczyszczen =ag
organicznych
10. Wywolywacz ZP-4B | Proces badan nieniszczgcych 0,100
SUROWCE ZAWIERAJACE SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE
11 Aceton : Czyszczenie czesc 1,000
12. Bonderite M-CR 1200 __ Alodynowanie 0,100
13 Anody kadmowe Anody w procesie kadmowania 0,400
14. Anady niklowe Anody w procesie niklowania 0,150
. Anody w procesie chromowania
15, Anody olowiane ii dE’,_I;ijWEII'IfE chromu 1,000
18. Ardrox 295 GD Trawienie 2,000
|1 Azotan amonu Zdejmowanie kadmu 0,120
18. Azatyn sodu " Spulchnianie warstwy alfirowane; 0,300
19 Bezwodnik kwasu Chromowanie, przejasnianie kadmu i cynku, | 5.000
; chromowego anodowanie w kwasie chromowym | : ]
| 20. Biel cynkowa Cynkowanie cyjanowe | D100
oy || TERSIRC DR ANIERDS Odtluszczanie 0,400
zg: | Poemale R ainh. Trawienie aluminium 0,400
o i
E-- C- NI{E ﬂgﬂ gr[rfl%-LT Odituszczanie 0,500 ‘
24. Bonderite C-IC 6 Aero Odtlenianie 0,400
25, Bonderite C-IC 16 R Qdtlenianie 1,000
| 26. Chlorek niklu Niklowanie 0,350
27, Chlarek zelaza (I} Neutralizacja Sciekow 15,000
28. Corrofriblue Extreme Pasywacja cynku na niebiesko 0,300
29, Cyjanek miedzi (1) Miedziowanie cyjanowe 0,100
Kadmowanie, cynkowanie, miedziowanie
a0 Cyjanek sodu cyjanowe, trawienie cyjanowo-alkaliczne, 0,800
_ scigganie miedzi B
31. Cynian sodu Cynowanie alkaliczne 0,200 |
3z, ?_Zzaﬁiggﬁgen Odtluszczanie w parach 3,500
| 33 Dwuchromian sodu chr”’“c’wa”;;i?gi}‘;‘j'f;ﬁ?;' pasywaga 0,400
| 34, Ecolozink Zink Sol 2272 Cynkowanie, niklowanie 0,800 |
| 35. EcoTri Cynkowanie, niklowanie 0,500
36. Enstrip NP-1 Zdejmowanie niklu 0,500
37, Enstrip NP-2 Zdejmowanie niklu 0,300
38. Enstrip S . Scigganie miedzi 0,200
38. Fumetrol | Chromowanie (obnizenie parowania kapieli) | 0,200
Pasywacja stali nierdzewnej, trawienie
40. Kwas azotowy | tytanu i aluminium, odtlenianie, przejasnianie | 4,000
cynku, zdejmowanie niklu, bichromizacjia |
41. | Kwas fluorowodorowy Trawienie tytanu i 1,000
42. Kwas fosforowy __Przejasnianie stali nierdzewnegj 0,400 |
43, tzmicﬂﬁ;“j;';i Neutralizacja sciekow 15,000

08-1.7222.64.1.2017.EK

Strona 32 z 38



Trawienie, zdejmaowanie niklu,
; elektropolerowanie stali nierdzewnej,
44, KT:CSHS:;?ﬁWF anodowanie w kwasie siarkowym, 15,000
y anodowanie w kwasie siarkowo-borowym, |
_ _ N neutralizacja sciekow - =
45. |  Kwas solny 35% | Regeneracja stacji DEMI 16,000
| : Trawienie, niklowanie stali nierdzewnej,
. 46. Kwas solny techniczny regeneracja stacji DEM| 20,000
| j Proces ancdowania w kwasie siarkowo-
47. | Kwas winowy | winowym 1,000 B
48, Kwasny siarczyn sodu | Neutralizacja Sciekow ) 20,000
Meutralac SLS45 HR z :
49, (mleczko wapienne) Meutralizacja sciekow 20,000
| 50. MNadtlenek wodoru Niklowanie techniczne, cynowanie 0,120
51. Oakite 90 Odtiuszczanie elektrochemiczne 0,250 |
Olej castroll rustilo .
52. " DWXao i Konserwacija | _ 0,100
83. Penetrant ZL-60C Do kontroli penetracyjnej _ 1,200
— Redukcja sciekdw chromaowych w procesie
_54. _ Pirosiarczyn sodu neutralizacji 7,500
Podchloryn sodu Utlenianie sciekdw cyjanowych w procesie
5. . ot 15,000
techniczny neutralizacji L
g | efechlyZ G200 Cynkowanie, niklowanie 0,200
N Carrier
57 Re’ﬂectalg’" Z.N‘ﬁ‘ Co400 Cynkowanie, niklowanie 0,200
i arrier ]
58, REﬂecta”chNﬂng Ni- Cynkowanie, niklowanie 0,200
Siarczanniklu | Niklowanie techniczne, kadmowanie =
58, : ! 0,300
szesciowodny | cyjanowe
60. Sz soal heawody Kadmowanie cyjanowe 0,300
techniczny
61, Siarczek sodu 9 hydrat Cynkowanie cyjanowe 0,150
a2 Siarczan zelaza (11} Redukecja sciekdw chromowych w procesie 1000
' siedmiowodny e neutralizacji '
' . Stracanie metali ciezkich w procesie
63. | Siarczek sodu neutralizacji sciekow 0,400
| 64, Tlenek kadmu Kadmowanie cyjanowe D150 |
B5. Wapno hydratyzowane | Meutralizacja sciekaw 2,000
| B6. |  Woeglan sodu lekki Odttuszczanie chemiczne 0,200
' Odtuszezanie chemiczne, odiuszczanie
elektrolityczne, oksydacja stali, cynkowanie
67. WGdDrGT:&?K sodu cyjanowe, kadmowanie cyjanowe, 3,000
P zdejmowanie chromu, neutralizacja sciekdw,
| regeneracji stacji DEMI
68. | Wodorotienek sodu 30% Neutralizacja screll;céu:ﬁ lregerteracja stacji 24 000
B9. Zawiesina14HF | Kontrola magnetyczna | 0300
V.1.2. Maksymalne zuzycie energii i wody
— energia elektryczna: 2 000 MWh/rok
— energia cieplna 10 044 GJ/rok
- woda na potrzeby technologiczne 35 390 m*/rok
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V.2. Malarnie

V.21 Maksymalna ilos¢ podstawowych surowcéw i materiatéw stosowanych
produkcji:

— preparaty malarskie 9,80 Mag/rok

- wtym LZO (proces powlekania) 3,53 Mg/rok

V.2.2. Maksymalne zuzycie energii i wody

- energia elektryczna: 400 MWh/rok
— energia cieplna 2232 GJirok
— woda na potrzeby technologiczne 20 m*/rok”

1.12. Punkt VI.2.3 otrzymuje brzmienie;

VI.2.3. Zakres | czestotliwos¢ prowadzenia pomiaréw emisji z emitoréw:
Tabela 14

Lp. Emitor Zanieczyszczenie | Czestotliwosé
Instalacja galwanizerni z urzadzeniami do oczyszezania sciekow
S pyl ogolem, cyjanowodor, |
_1‘ E-1/H-4 kadm, cynk, amoniak, miedz
2. E-2/H-4 pyt ogdtem, chrom, nikiel, cynk
| pyt ogotem, dwutlensk azotu
3. E-3/H-4 chlorowodar, kwas siarkowy,
nikiel, fluor, cyna, chrom (IlI
) pyt cgdtem, bor, chrom,
4 el dwutlenek azotu, kwas siarkowy '
5 E-11/H-4 pyt ogotem, bar, kwas siarkowy
6. E-12/H-4 pyt ogétem, chrom SRR R
7 E-18/H-4 pyt ogdtern, chrom, nikiel
T pyt ogdlem, kwas siarkowy,
8 B dwutlenek azotu, chrom
B E-1/N-4 | dwutlenek siarki, kwas siarkowy
| 10. E-2/N-4 ' kwas siarkowy
11. E-4/M-4 dwutlenek siarki, kwas siarkowy
12, E-5/MN-4 chlorowodar, cyjanowodor
13. | E-G/MN-4 Cyjanowador, chlor
Malarnie
izocyjaniany
octan butylu
ksylen
etylobenzen
E-d4/H-4,
E-5/H-4, E-6/H-4, E-7/H-4 metyantyiokemi
E-8/H-4 E-9/H-4 alkohol butylowy .
14, E13/H- 4 E_1d/l -I—I4, t{:nluteri co najmniej raz w roky
E-15/H-4 e
cyklohesanon
metyloizobutyloketon
wedglowodaory alifatyczne
alkohol dwuacetonowy
weglowodory aromatyczne
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fenol
formaldehyd
metanol
fenylometanol
mezytylen
kumen
propylobenzen
octan etylu

1.13. Punkt VI.7.1.2 otrzymuje brzmienie:

VI.7.1.2 Monitoring gleby i ziemi prowadzony bedzie z czgstotliwoscig co najmniej raz
na 10 lat w zakresie:

- pH,

— zawarto$¢ substancji organicznej,

— zawartosc metali (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Pb, Hg, Ni, Zn),
wolne cyjanki,

— cyjanki kompleksowe.

Metodyka poboru probek gleby i ziemi powinna by¢ zgodna z obowiazujgcymi
przepisami lub normami.

l.14. Skreslam punkt X1.3

Il. Pozostale warunki decyzji pozostaja bez zmian

Uzasadnienie

Whioskiem z dnia 12 lipca 2017r. zna; MAP/126/2017. Spotka Magellan
Aerospace (Polska),ul. Wojska Polskiego 3, 39 — 300 Mielec, wystapita o zmiang
decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 pazdziernika 2007r. znak:
SR.IV-6618-45/1/06, ze  zm. udzielajacej  pozwolenia  zintegrowanego
na prowadzenie instalacji galwanizerni.

Informacja o przedmiotowym wniosku umieszczona zostata w publicznie
dostepnym wykazie danych o dokumentach zawierajacych informacje o srodowisku
i jego ochronie pod numerem 638/2017. Na terenie Zaktadu eksploatowana jest
instalacja galwanizerni oraz malarni, obie objgte pozwoleniem zintegrowanym.
Instalacja galwanizerni zaliczana jest zgodnie z § 2 ust.1 pkt. 15 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsiewzieé mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2016r,
poz. 23), do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko,
w rozumieniu ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacii
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na érodowisko. Tym samym, zgodnie z art. 183 w zwigzku
z art. 378 ust. 2 a pkt. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, organem wiasciwym
do wydania i zmiany pozwolenia jest marszatek wojewodztwa.
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Po analizie ztozonych dokumentdéw oraz uzupefnieniu przez Spotke brakéw
formalnych przy pismie z dnia 02.08.2017r. znak: MAP/137/2017 zawiadomiono
0 wszczeciu postepowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia
zintegrowanego dla ww. instalacji. Zgodnie z art. 209 ustawy Prawo ochrony
srodowiska, wersja elektroniczna wniosku zostata przestana Ministrowi Srodowiska
przy pismie z dnia 07.08.2017r., znak: 0S-1.7222.64.1.2017.EK. Po szczegdtowym
zapoznaniu sie z przediozong dokumentacja stwierdzono, ze wniosek
nie przedstawia w sposob dostateczny wszystkich zagadnien istotnych z punktu
widzenia ochrony Srodowiska, wynikajgcych z ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Wymagane uzupetnienia Spotka przediozyta przy piémie z dnia 31.08.2017r. znak:
MAP/156/2017. Analiza przediozonych przez Zaktad uzupetnien, bedacych réwniez
wynikiem ustalen z rozprawy administracyjnej wykazata, ze wniosek spetia wymogi
art. 184 i art. 208 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Przedmiotem zmian jest modernizacja galwanizerni oraz budowa drugiej malami
W tym m.in.:
— montaz nowej linii z procesem anodowania w kwasie siarkowo-winowym,
uwzglednieniu dodatkowej wanny do anodowania w kwasie siarkowym:
w skfad linii bedg réwniez wchodzi¢ nowe piuczki (zimne i gorgce) wanny
do uszczelniania w goracej wodzie DEMI oraz do suszenia czesci,
- montaz nowej automatycznej linii do wykonywania badan metoda
penetracyjng (PFD),
— montaz trzeciej kabiny do badan magnetycznych (MFD),
— adaptacja migjsca dawnej linii do chromowania na malarnie w sklad ktorej
bedzie wchodzi¢: dwustanowiskowa kabina lakiernicza z filtracja sucha,
z magazynkiem do przechowywania materiatéw lakierniczych oraz mieszalnia
farb, dwie suszarki konwekcyjne, komorowe, elektryczne do suszenia
pokrytych lakierem detali oraz mata kabina lakiernicza.
Planowana inwestycja rozszerzy mozliwosci produkcyjne galwanizerni oraz wdrozy
nowy, bardziej przyjazny srodowisku, proces anodowania detali w kwasie siarkowo-
winowym stopniowo eliminujac anodowanie w kwasie chromowym.

W zwigzku z planowang modernizacjg galwanizerni zaistniata koniecznosé
wprowadzenia zmian w obowiazujgcym pozwoleniu zintegrowanym w zakresie opisu
nowych wanien ich pojemnosci, podigczenia do emitorow itp. Po przeprowadzonej
modernizacji wzrosnie catkowita pojemno$é wanien z do 7237 m°

przy zachowaniu zdolnosci produkcyjnej na dotychczasowym poziomie.

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza dokonano zmian okreslajgc
zgodnie z wnioskiem wielkosci emisji chwilowej przyporzadkowanej do
poszczegolnych emitoréw. Na instalacji galwanizerni uwzgledniono nowy emitor
E-19/H-4. Ujeto rowniez 9 dodatkowych emitoréw dla nowej malarni, W dokumentacji
wykazano, ze emisja zanieczyszczen do powietrza po wprowadzonych zmianach
nie spowoduje przekroczen wartosci dopuszczalnych okreslonych w zatgczniku
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
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poziomow niektorych substancji w powietrzu. Mimo montazu drugiej malarni
zmniejszyto sie zuzycie materiatow lakierniczych na terenie zakiadu. Obecna
produkcja opierajgca sie w wigkszosci na zmowieniach wewnatrzkorporacyjnych
pozwolita prowadzacemu instalacje w sposdb wiarygodny oszacowac wielkosé
zuzycia materialow lakierniczych, ktorych ilos¢ w dotychczasowych warunkach
pozwolenia zostala zawyzona (naddatek z uwagi na klientow zewnetrznych).
W instalacji prowadzony bedzie proces z uzyciem materiatdw zawierajgcych w swym
skiadzie lotne zwigzki organiczne (LZO), do ktorego stosuje sie standardy emisyjne
zgodnie z zapisami z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 4 listopada 2014r.
w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajéw instalacji, Zrédet spalania
paliw oraz urzadzen spalania lub wspolspalania odpadow (Dz. U. 2014 poz. 1542),
tj. proces powlekania z uzyciem preparatéw zawierajgcych LZO. Maksymalna ilo$é
zuzywanych LZO w procesie powlekania wynosi ok. 3,53 Mg/rok, co bylo podstawg
do odstgpienia od zastosowania wymogoéw wynikajgcych z ww. rozporzgdzenia.
Zgodnie z zadaniem strony dokonano réwniez zmian w zakresie prowadzonego
monitoringu emisji zanieczyszczen do powietrza. Stanowiska pomiarowe bedg
zamontowane na wszystkich emitorach. Natozono obowiazek okresowych pomiaréw
emisji z czestotliwoscig o jaka zawnioskowat prowadzacy instalacje tj. co najmniej raz
w roku, dla wszystkich emitorow.

W zakresie gospodarki odpadami dokonano zmian w zakresie ilosci
wytwarzanych odpaddw, co byto konsekwencja wprowadzonych zmian na instalaciji.
Wszystkie odpady ktorych powstaniu nie da sig zapobiec, tak jak dotychczas bedg
gromadzone w sposob selektywny i magazynowane w wydzielonych miejscach na
terenie zakiadu, zabezpieczonych przed wplywem warunkow atmosferycznych oraz
dostgpem osob postronnych, a nastgpnie przekazywane bedg firmom prowadzacym
dziatalno§¢ w zakresie gospodarowania odpadami, posiadajacym wymagane
prawem zezwolenia w celu ich odzysku lub unieszkodliwiania.

W odniesieniu do emisji hatasu giéwnymi Zrédtami sa wentylatory wyciggowe.
Majac na wzgledzie fakt, iz cze$¢ z nich znajduje sie wewnatrz budynkéw
galwanizerni oraz malarni w decyzji uwzgledniono zrédfa typu budynek (H3 oraz H4).
Przedstawiona ocena oddzialywania instalacji na klimat akustyczny wykazala,
iz po wprowadzonych zmianach nie bedzie zachodzito przekroczenie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu dla pory dziennej. Zaklad nie bedzie pracowat
W porze nocnej.

Ponadto niniejszg decyzja dokonano zmian w zakresie opisu parametrow
instalacji, w zakresie stosowanych surowcow, zuzycia energii, zuzycia wody.

Dodatkowo na wniosek Strony usunigto zapis XI1.3. decyzji o tresci: ,Zobowigzuje
operatora instalacji galwanizemi do opracowania dokumentacji hydrogeologicznej
z wykonania lokalnej sieci monitoringu wod podziemnych | przedfoZenia
Jjej Marszathowi Wojewddztwa Podkarpackiego terminie do 28.02.2017r.” z uwagi,
iz obowigzek zostat wykonany i stosowna dokumentacja przediozona zostata
Marszatkowi w dniu 30.01.2017r.
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Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego organ
zapewnit stronie czynny udziat w kazdym stadium postepowania a przed wydaniem
decyzji umozliwit wypowiedzenie sie co do zebranych materiatow.

Whioskowane przez Spétke zmiany przedmiotowego pozwolenia nie stanowia
istotne] zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt. 7 ustawy Prawo ochrony
srodowiska. W zwigzku z powyzszym dokonano zmiany decyzji w trybie art. 155 Kpa.

Uwzgledniajac powyzsze orzeczono jak w sentendji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Ministra Srodowiska za posrednictwem
Marszatka Wojewddztwa Podkarpackiego w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania Stronie przystuguje prawo
do zrzeczenia sie odwotania, ktdre nalezy wniesé do Marszatka Wojewodztwa
Podkarpackiego. Z dniem dorgczenia Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa.do- wmemema odwotania przez Strone niniejsza
decyzja staje sie ostateczna i prawri}mhcna
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